
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通電極が形成されている第１基板と、
　前記共通電極に対応する位置に形成されている画素電極及びこれと重なる維持電極を有
する第 2基板とを含み、
　前記共通電極と前記画素電極のうちの１つに開口部が設けられており、前記維持電極は
前記開口部に対応する位置に形成されている液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１基板と前記第２基板との間に注入されており、負の誘電率異方性を有する液晶
物質をさらに含む請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記液晶物質はキラルネマチック液晶である請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記液晶物質はキラル添加剤が０．０１－３．０ wt％含有されているネマチック液晶で
ある請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記第１基板及び第２基板は、前記液晶物質の分子軸を垂直に配向する配向膜をさらに
含む請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記配向膜はラビングされていない請求項５に記載の液晶表示装置。
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【請求項７】
　前記開口部は２つ以上であり、線形である請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記開口部の幅は３－１５μｍの範囲である請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記開口部間の距離は８－５０μｍの範囲である請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　多数のゲート線と多数のデータ線とが設けられており、前記ゲート線及びデータ線の交
差で定義される各単位の画素領域に、画素電極、そして前記画素電極と重なって維持畜電
器を形成する維持電極が形成されている第１基板と、
　前記第１基板と向かい合って、前記維持電極に対応する位置に開口部を有する共通電極
が形成されている第２基板とを含む液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記第１基板と前記第２基板との間に注入されており、負の誘電率異方性を有する液晶
物質をさらに含む請求項１０に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記液晶物質はキラルネマチック液晶である請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記液晶物質はキラル添加剤が０．０１－３．０ wt％含有されているネマチック液晶で
ある請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記第１基板及び第２基板は、前記液晶物質の分子軸を垂直に配向する配向膜をさらに
含む請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記配向膜はラビングされていない請求項１４に記載の液晶表示装置。
【請求項１６】
　前記開口部及び前記維持電極は、単位画素領域に２つ以上が形成されている請求項１０
に記載の液晶表示装置。
【請求項１７】
　前記開口部は前記データ線と平行に線形に形成されている請求項１６に記載の液晶表示
装置。
【請求項１８】
　前記開口部は前記ゲート線と平行に線形に形成されている請求項１６に記載の液晶表示
装置。
【請求項１９】
　前記開口部は前記データ線及び前記ゲート線と０－９０度の角度をなし、線形に形成さ
れている請求項１６に記載の液晶表示装置。
【請求項２０】
　前記開口部は互いに平行に形成されている請求項１９に記載の液晶表示装置。
【請求項２１】
　前記第１基板及び第２基板は、前記液晶物質の分子軸を垂直に配向する配向膜をさらに
含む請求項２０に記載の液晶表示装置。
【請求項２２】
　前記配向膜はラビング処理されている請求項２１に記載の液晶表示装置。
【請求項２３】
　前記配向膜のラビング方向は、前記開口部の方向と０－１３５度の角度をなす請求項２
２に記載の液晶表示装置。
【請求項２４】
　前記開口部の幅は３－１５μｍの範囲である請求項１６に記載の液晶表示装置。
【請求項２５】
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　単位画素領域内における前記開口部間の距離は８－５０μｍの範囲である請求項２４に
記載の液晶表示装置。
【請求項２６】
　前記ゲート線と前記維持電極は互いに連結されている請求項１０に記載の液晶表示装置
。
【請求項２７】
　金属または有機材料からなる基板間隔材をさらに含む請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項２８】
　多数のゲート線と多数のデータ線が形成されており、前記ゲート線及び前記データ線の
交差で定義される各単位の画素領域に、画素電極、そして前記画素電極と重なって維持畜
電器を形成する維持電極が形成されており、前記画素電極は前記維持電極に対応する位置
に設けられた開口部を有する第１基板と、
　前記第１基板と向かい合って、共通電極が形成されている第２基板とを含む液晶表示装
置。
【請求項２９】
　前記第１基板と前記第２基板との間に注入されており、負の誘電率異方性を有する液晶
物質をさらに含む請求項２８に記載の液晶表示装置。
【請求項３０】
　前記液晶物質はキラルネマチック液晶である請求項２９に記載の液晶表示装置。
【請求項３１】
　前記液晶物質はキラル添加剤が０．０１－３．０ wt％含有されているネマチック液晶で
ある請求項２９に記載の液晶表示装置。
【請求項３２】
　前記第１基板及び第２基板は、前記液晶物質の分子軸を垂直に配向する配向膜をさらに
含む請求項２８に記載の液晶表示装置。
【請求項３３】
　前記配向膜はラビングされていない請求項３２に記載の液晶表示装置。
【請求項３４】
　前記開口部及び前記維持電極は、単位画素領域に２つ以上が形成されている請求項２８
に記載の液晶表示装置。
【請求項３５】
　前記開口部は前記データ線と平行に線形に形成されている請求項３４に記載の液晶表示
装置。
【請求項３６】
　前記開口部は前記ゲート線と平行に線形に形成されている請求項３４に記載の液晶表示
装置。
【請求項３７】
　前記開口部は前記データ線及び前記ゲート線と０－９０度の角度をなし、線形に形成さ
れている請求項３４に記載の液晶表示装置。
【請求項３８】
　前記開口部は互いに平行に形成されている請求項３７に記載の液晶表示装置。
【請求項３９】
　前記第１基板及び第２基板は、前記液晶物質の分子軸を垂直に配向する配向膜をさらに
含む請求項３８に記載の液晶表示装置。
【請求項４０】
　前記配向膜はラビング処理されている請求項３９に記載の液晶表示装置。
【請求項４１】
　前記配向膜のラビング方向は、前記開口部の方向と０－１３５度の角度をなす請求項４
０に記載の液晶表示装置。
【請求項４２】
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　前記開口部の幅は３－１５μｍの範囲である請求項３４に記載の液晶表示装置。
【請求項４３】
　単位画素領域内における前記開口部間の距離は、８－５０μｍの範囲である請求項４２
に記載の液晶表示装置。
【請求項４４】
　前記ゲート線、データ線及び維持電極と前記画素電極との間に形成されている有機絶縁
膜をさらに含む請求項２８に記載の液晶表示装置。
【請求項４５】
　前記有機絶縁膜の厚さは３μｍ以上である請求項４４に記載の液晶表示装置。
【請求項４６】
　金属または有機材料からなる基板間隔材をさらに含む請求項２８に記載の液晶表示装置
。
【請求項４７】
　多数のゲート線と多数のデータ線とが形成されており、前記ゲート線及び前記データ線
の交差で定義される各単位の画素領域に画素電極が形成されている第１基板と、
　前記第１基板と向かい合って共通電極が形成されている第２基板と、
を含み、前記共通電極と前記画素電極のうちの１つに線形の開口部が設けられ、隣り合う
単位画素領域の前記開口部は互いに異なる方向に形成されている液晶表示装置。
【請求項４８】
　前記第１基板に前記開口部に対応する位置に形成されており、前記画素電極と重なって
維持畜電器を形成する維持電極をさらに含む請求項４７に記載の液晶表示装置。
【請求項４９】
　隣り合う単位画素領域の前記線形開口部は、前記データ線及び前記ゲート線とそれぞれ
平行に形成されている請求項４８に記載の液晶表示装置。
【請求項５０】
　任意の単位画素領域の前記線形開口部は、前記データ線及び前記ゲート線と０－９０度
の角度をなし、前記任意の単位画素領域に隣接した画素領域の前記線形開口部は、前記任
意の単位画素領域の線形開口部を１８０度回転させた形状に形成されている請求項４８に
記載の液晶表示装置。
【請求項５１】
　前記開口部及び前記維持電極は、単位画素領域に２つ以上が形成されている請求項４７
に記載の液晶表示装置。
【請求項５２】
　前記開口部の幅は３－１５μｍの範囲である請求項５１に記載の液晶表示装置。
【請求項５３】
　単位画素領域内における前記開口部間の距離は８－５０μｍの範囲である請求項５２に
記載の液晶表示装置。
【請求項５４】
　前記第１基板と前記第２基板との間に注入されており、負の誘電率異方性を有する液晶
物質をさらに含む請求項４７に記載の液晶表示装置。
【請求項５５】
　前記液晶物質はキラルネマチック液晶である請求項５４に記載の液晶表示装置。
【請求項５６】
　前記液晶物質はキラル添加剤が０．０１－３．０ wt％含有されているネマチック液晶で
ある請求項５４に記載の液晶表示装置。
【請求項５７】
　前記第１基板及び第２基板は、前記液晶物質の分子軸を垂直に配向する配向膜をさらに
含む請求項５４に記載の液晶表示装置。
【請求項５８】
　前記配向膜はラビングされていない請求項５７に記載の液晶表示装置。
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【請求項５９】
　金属または有機材料からなる基板間隔材をさらに含む請求項５４に記載の液晶表示装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、広視野角液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、液晶表示装置は２枚の基板間に液晶を注入し、ここに加える電場の強さを調節し
て光透過量を調節する構造からなる。
ツイスト・ネマチック (twisted-nematic ; TN)方式の液晶表示装置は、内側面に透明電極
が形成されている一対の透明基板、２つの透明基板間の液晶物質及びそれぞれの透明基板
の外側面に取付けられて光を偏光する２つの偏光板で構成される。電気場を印加しない状
態においては、２つの基板間に詰められた液晶分子が基板に平行で一定のピッチ (pitch)
を有して螺線状にねじられ、液晶分子の長軸方向が連続的に変化するねじれた構造を有す
る。かかる構造のツイスト・ネマチック方式の液晶表示装置では液晶分子の長軸と短軸の
配列に従って視覚特性が決定される。
【０００３】
しかし、かかるＴＮ方式の液晶表示装置のうちでも、特にノーマリーブラックモード (nor
mally black mode)である場合には、電気場が印加されない状態で入射する光が完全に遮
断されないため、コントラスト比がよくない。
【０００４】
このような問題点を改善するために、垂直配向されたツイスト・ネマチック (vertically-
aligned twisted-nematic ; VATN)方式の液晶表示装置が、米国特許第３，９１４，０２
２号で提案されており、“Ｅｕｒｏｄｉｓｐｌａｙ１９９３，ｐｐ．１５８－１５９ "に
おいても Takahashi等によって提案されている。
【０００５】
垂直配向液晶表示装置における電気場が印加されていない状態の液晶分子は、２つの基板
に対して垂直に配向されているため、ノーマリーブラックモードで十分に暗い状態を作る
。
【０００６】
しかし、前記方式は、視野角があまり広くないという問題点がある。
【０００７】
一方、Ｔ．Ｙａｍａｍｏｔｏ等はフリンジフィールド (fringe field)による垂直配向方式
の単純マトリックス液晶表示装置を“ＳＩＤ１９９１，ｐ．７６２－７６５ "で発表し、
Ｌｉｅｎは“ＳＩＤ１９９２，ｐ．３３－３５ "で単純マトリックス多重領域垂直配向液
晶表示装置が、オン (ＯＮ )状態での光透過率が低い問題点を解決するために、画素電極に
開口部を形成する構造を提案した。
【０００８】
しかし、Ｌｉｅｎが提案した構造では、画素電極が開いた部分、すなわち、分割された画
素領域の境界となる部分で、光が漏れる現象が現われる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、前記に鑑みてなされたもので、その目的は、広視野角を有する液晶表示装置を
提供することにある。また、本発明の目的は、広視野角液晶表示装置における光漏れを防
止することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明による液晶表示装置は、共通電極が形成されている第１基板と、前記共通電極に対
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応する位置に画素電極及びこれと重なる維持電極を有する第 2基板とからなり、前記共通
電極と前記画素電極のうちの１つに開口部が設けられており、前記維持電極は前記開口部
に対応する位置に形成されている。
【００１１】
この時、維持電極は開口部によって形成されるフリンジフィールドにより発生する光漏れ
を防止する役割を果たす。
【００１２】
ここで、第１基板と前記第２基板との間には負の誘電率異方性を有する液晶物質が注入さ
れており、この液晶物質はキラルネマチック液晶またはキラル添加剤が０．０１－３．０
ｗｔ％含有されているネマチック液晶である。
【００１３】
そして、第１基板と前記第２基板は、液晶物質の分子軸を垂直に配向するための配向膜が
形成されている。このような配向膜はラビング処理をしてもしなくても良い。
【００１４】
なお、維持電極はゲート線と連結することができ、２つ以上を形成することもできる。
【００１５】
開口部の幅は３－１５μ mであることが好ましく、開口部間の幅は８－５０μ mに形成する
ことが好ましい。
【００１６】
一方、視野角を拡張するために、隣り合う単位画素領域に形成される線形の開口部は、互
いに異なる方向に、例えば、画素領域を単位にして横方向と縦方向を繰返すように形成す
る。このような配置を通して液晶分子が多様な方向にねじられるようにする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を明確にするために、図面に基づいて本発明による垂直配向を利用した液晶
表示装置の実施例についてより詳しく説明する。
【００１８】
図１（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置におけ
る、液晶分子の配列をブラックモード及びホワイトモードに分別して示した概念図であり
、図２は、本発明の実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置において開いた画素電
極によって発生するフリンジフィールドによる液晶分子の配列を示した断面図である。
【００１９】
図１（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ガラス等からなる２つの基板１、２が向かい合って
おり、２つの基板１、２の内側面にはＩＴＯ (indium tin oxide)等の透明導電物質からな
る透明電極１２、１２０及び配向膜１４、１４０が順に形成されている。２つの基板１、
２の間には、負の誘電率異方性を有するキラルネマチック液晶や左旋性または右旋性のキ
ラル添加剤が０．０１－３．０ｗｔ％添加されているネマチック液晶物質からなる液晶層
１００がある。それぞれの基板１、２の外側面には、液晶層１００に入射する光および液
晶層１００を通過して出る光を偏光させる偏光板１３、１３０がそれぞれ取付けられてお
り、下部基板１に取付けられた偏光板１３の偏光軸 (Ａ )は、上部基板２に取付けられた偏
光板１３０の偏光軸 (Ｂ )に対して９０度の角をなしている。配向膜１４はラビング処理し
てもしなくても良い。
【００２０】
図１（Ａ）は電界を印加しない場合を示すもので、液晶層１００の液晶分子３は、配向膜
１４の配向力によって２つの基板１、２の表面に対して垂直方向に配列されている。
【００２１】
この時、下部基板１に取付けられている偏光板１３を通過した光は偏光方向が変わらずに
液晶層１００を通過する。次に、この光は、上部基板２に取付けられている偏光板１３０
により遮断されてブラック状態を現す。
【００２２】
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図１（Ｂ）は、電界を十分に印加した場合を示すもので、液晶分子３は下部基板１から上
部基板２に至るまで９０度の角度をなすように螺線状にねじれているため、液晶分子３の
長軸の方向が連続的に変化するツイスト構造を有する。ここで、２つの基板１、２に隣接
した部分では、加えられた電気場による力よりは配向膜１４の配向力が強いので、液晶分
子３は垂直に配向されたもとの状態を維持する。
【００２３】
この時、下部基板１に取付けられた偏光板１３を通過して偏光された光は、液晶層１００
を通過しながらその偏光軸が液晶分子３の長軸方向のねじれに従って９０度回転すること
になり、これによって、反対側の基板２に取付けられている偏光板１３を通過するように
なり、ホワイト状態となる。
【００２４】
図２は、本発明の実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置において視野角を補償す
るために提案された構造及び原理を示すものである。上部または下部基板１、２に形成さ
れているＩＴＯ電極４、５のうち、上部基板２の電極４の一部が開いている。電界を印加
しない状態においては、図１（Ａ）に示すように、液晶分子３は２つの基板１、２に垂直
に配列された状態を維持するため、電極が開いていない時と同様にブラック状態を現す。
電界を印加すると、大部分のところでは基板１、２に垂直である電気場が形成されるが、
ＩＴＯ電極４の開いた部分付近での電気場は２つの基板１、２に対して完全に垂直に形成
されない。このように開いた部分付近で形成される歪んだ電気場をフリンジフィールド (f
ringe field)という。液晶が負の誘電率異方性を有するため、液晶分子３の配列方向は電
気場の方向と垂直になろうとする。
【００２５】
このようなフリンジフィールドによって、開いた部分付近の液晶分子３の長軸は、２つの
基板１、２の表面に対して傾いた状態でねじれることになる。
【００２６】
本発明の実施例による液晶表示装置は、薄膜トランジスタ基板及びカラーフィルタ基板か
らなる。薄膜トランジスタ基板には互いに交差する多数のゲート線とデータ線が形成され
ており、ゲート線とデータ線に定義される各領域を指す単位画素領域には画素電極及び薄
膜トランジスタが形成されている。これに向かい合うカラーフィルタ基板には全面に共通
電極が形成されており、薄膜トランジスタ基板の単位画素に対応する領域である単位画素
領域を定義するブラックマトリックスが形成されている。
【００２７】
本発明の第１乃至第４実施例では開口部が設けられた部分に維持電極を形成して光漏れを
防止する構造を提示する。
【００２８】
まず、図３乃至５を参考にして本発明の第１実施例について説明する。
図３は本発明による液晶表示装置におけるカラーフィルタ基板を示した平面図である。　
図３はカラーフィルタ基板の共通電極を単位画素領域別に開いた構造であって、１つの単
位画素領域を示したものである。
【００２９】
図３に示したように、１つの単位画素領域Ｐの境界にブラックマトリックス７のパターン
が形成されており、共通電極６は全面に形成されている。この時、共通電極６には縦方向
に２つの線形開口部１５が互いに平行に形成されている。
【００３０】
ここで、開口部１５の幅は３－１５μ mの範囲であり、開口部１５間の距離は８－５０μ m
の範囲であることが好ましい。より好ましくは、開口部１５の幅は３－１２μ mであり、
開口部間の距離は１０－３０μ mである。
【００３１】
図４は本発明の第１実施例による液晶表示装置における薄膜トランジスタ基板を示した配
置図であり、図５は図４のＶ－Ｖ′線により切断した断面図である。図４及び５に示した
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ように、透明なガラス基板２０の上に互いに平行な第１及び第２ゲート線８１、８２が横
方向に形成されており、第１ゲート線８１と第２ゲート線８２とを連結する２つの維持電
極１１が縦方向に互いに平行に形成されている。この維持電極１１はカラーフィルタ基板
の共通電極６に形成されている開口部１５に該当する位置に配置されて、フリンジフィー
ルドによる光漏れを防止する役割を果たす。
【００３２】
ゲート絶縁膜３０が維持電極１１と第１及び第２ゲート線８１、８２を覆っており、ゲー
ト絶縁膜３０の上部にはデータ線９が縦方向に形成されている。２つのゲート線８１、８
２のうち、上部の第１ゲート線８１とデータ線９とが交差する部分には薄膜トランジスタ
(thin film transistor ; TFT)が形成されており、この上には平坦化された保護膜４０が
覆われている。保護膜４０の上部には端部分が第１及び第２ゲート線８２及びデータ線９
と重なる画素電極１０が形成されており、その上には画素電極１０を覆う配向膜５０が形
成されている。ここで、配向膜５０はラビング処理されていてもいなくても良い。
【００３３】
共通電極に形成されている線形開口部は、横方向または傾いた方向に形成されることもで
きる。
【００３４】
図６及び７は開口部が横方向に形成された本発明の第２実施例による構造を示している。
図６に示したように、１つの単位画素領域Ｐの境界にブラックマトリックス７のパターン
が形成されており、共通電極６は全面に形成されている。ここで共通電極６に形成された
開口部１５は横方向に多数形成されている。
【００３５】
ここで、開口部１５の幅と開口部１５間の距離は、開口部を縦方向に形成した本発明の第
１実施例の場合と同様である。
【００３６】
図７は本発明の第２実施例による液晶表示装置における薄膜トランジスタ基板を示した配
置図である。
図７に示したように、互いに平行な第１及び第２ゲート線８１、８２が横方向に形成され
ており、画素領域Ｐには第１ゲート線８１と第２ゲート線８２とを連結する１つの分枝１
２が隣り合うデータ線９と平行に形成されており、多数の維持電極１１がゲート線８１、
８２と平行に分枝１２から延長されている。この維持電極１１は本発明の第１実施例と同
様に、カラーフィルタ基板の共通電極６に形成されている開口部１５に該当する位置に配
置され、フリンジフィールドによる光漏れを防止する役割を果たす。
【００３７】
図８乃至１１は、開口部が斜線方向に形成された本発明の第３実施例及び第４実施例によ
る構造を示している。
図８及び１０に示したように、１つの単位画素領域Ｐの境界にブラックマトリックス７の
パターンが形成されており、共通電極６は全面に形成されている。ここで、共通電極６に
形成された開口部１５は斜線方向に形成されている。図８に示した本発明の第３実施例の
場合、画素の右上から左下に向う方向の開口部及び、画素の右下から左上に向う方向の開
口部がそれぞれ１つずつ形成されている。図１０に示したように本発明の第４実施例の場
合には、２つの開口部が全て画素の右上から左下に向っており、互いに平行に形成されて
いる。
【００３８】
ここで、開口部１５の幅と開口部１５間の距離は、開口部を縦方向に形成した本発明の第
１実施例の場合と同様である。
【００３９】
図９及び１１はそれぞれ、本発明の第３及び第４実施例による液晶表示装置における薄膜
トランジスタを示した配置図である。
図９に示したように、互いに平行な第１及び第２ゲート線８１、８２が横方向に形成され
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ており、画素領域Ｐには第１ゲート線８１と第２ゲート線８２とを連結する１つの分枝１
２が隣り合うデータ線９と平行に形成されており、２つの維持電極１１が分枝のゲート線
と隣接した下上部分から斜線方向に画素の中央部分に向って延長されている。図１１に示
した薄膜とトランジスタ基板も互いに平行な第１及び第２ゲート線８１、８２が横方向に
形成されており、画素領域Ｐには第１ゲート線８１と第２ゲート線８２とを連結する１つ
の分枝１２が隣り合うデータ線９と平行に形成されており、２つの維持電極１１が右上か
ら左下方向に互いに平行に形成されている。第３及び第４実施例において、この維持電極
１１は、本発明の第１実施例と同様にカラーフィルタ基板の共通電極６に形成されている
開口部１５に該当する位置に配置されて、フリンジフィールドによる光漏れを防止する役
割を果たす。
【００４０】
本発明の第３及び第４実施例で、画素電極の上に形成されている配向膜はラビングしても
しなくても良い。但し、ラビング処理をする場合には、ラビング方向は開口部の方向に対
して０度から１３５度をなすことが好ましい。
【００４１】
次に、本発明の第５実施例では、隣接した画素に形成される開口部の形状を異なるように
して視野角を拡張する構造を提示する。これを図１２乃至１５を参照して説明する。
【００４２】
図１２は本発明によるカラーフィルタ基板を示した図面である。
図１２に示したように、赤、緑、青色のカラーフィルタに対応する多数の画素領域を定義
するブラックマトリックス７のパターンが形成されており、線形の開口部１５が形成され
ているＩＴＯ電極４が形成されている。ここで、隣り合う画素領域の開口部１５は互いに
異なる方向に形成されている。すなわち、開口部１５が画素を単位として横方向と縦方向
に繰返されて形成されている。たとえば、赤色画素領域には開口部１５が縦方向に形成さ
れており、これと隣り合う緑色画素領域には開口部１５が横方向に形成されている。
【００４３】
このような構造で、画面に赤色を表示すると仮定する。そうすると、青色と緑色の画素は
オフ (OFF)状態のままとなり、赤色の画素だけがオン (ON)状態となる。この時、隣接した
赤色画素のＩＴＯ電極４の開口部は、それぞれ横方向と縦方向に形成されている。この時
の液晶分子の動きを図１３（Ａ）及び図１３（Ｂ）を参考にして説明する。
【００４４】
図１３（Ａ）では、ＩＴＯ電極４の線形開口部１５が縦方向に形成されており、図１３（
Ｂ）ではＩＴＯ電極４の線形開口部１５が横方向に形成されている。
【００４５】
ここで、横方向をＸ軸、縦方向をＹ軸とすると、２つの電極４の間の液晶分子は、地面下
部から見る時、左旋性液晶である。
【００４６】
２つの電極４、５に電界が印加されると、液晶分子は形成される電気場の方向に垂直に傾
くことになる。これと同時に、図１３（Ａ）では、開口部１５がＹ軸に形成されて、Ｙ軸
上側に位置した液晶分子はＸ軸の右側に、Ｙ軸下側に位置した液晶分子はＸ軸の左側の方
向にそれぞれねじれる。また、図１３（Ｂ）では、開口部１５がＸ軸に形成されて、Ｘ軸
右側に位置した液晶分子はＹ軸の下側の方向に、Ｘ軸左側に位置した液晶分子はＹ軸の上
側にそれぞれねじれる。
【００４７】
図１３（Ａ）及び図１３（Ｂ）に示したように、４つの方向で液晶分子がねじれるため、
上下左右方向の視野角が同一に形成され、階調反転も現れない。従って、全体に視野角が
拡張する。
【００４８】
次に、第５実施例によるカラーフィルタ基板及び薄膜トランジスタ基板の構造について詳
細に説明する。
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【００４９】
図１４はカラーフィルタ基板の共通電極を単位画素領域別に開いた構造であり、隣り合う
２つの単位画素領域を示したものである。
図１４に示したように、図３と同様にそれぞれの単位画素領域Ｐ１、Ｐ２を定義するブラ
ックマトリックス７のパターンが形成されており、共通電極６は全面に形成されている。
【００５０】
ここで画素領域Ｐ１の共通電極６には、縦方向に２つの線形開口部１５が互いに平行に形
成されており、これと隣り合う画素領域Ｐ２の共通電極６には横方向に多数の線形開口部
１５が互いに平行に形成されてている。
【００５１】
ここで、開口部１５の幅及びこれの間の距離は、第１実施例に従うことが好ましい。
【００５２】
図１５は本発明の第２実施例による薄膜トランジスタ基板の構造を示したもので、図１２
の画素領域Ｐ１に対応する画素領域Ｐ１には、図４と同様に第１ゲート線８１と第２ゲー
ト線８２とを連結する２つの維持電極１１が縦方向に互いに平行に形成されている。画素
領域Ｐ２には、図７と同様に第１ゲート線８１と第２ゲート線８２とを連結する１つの分
枝１２が隣り合うデータ線９と平行に形成されており、多数の維持電極１１がゲート線８
１、８２と平行に分枝１２から延長されている。
【００５３】
前述の全ての実施例と同様に、維持電極１１は、図１４における共通電極６に形成されて
いる開口部１５に対応する位置に配置される。
【００５４】
このような維持電極１１は、画素電極１０と重なって維持畜電器を形成する役割を果たす
と同時に、共通電極６の開口部１５によって形成されるディスクリネーション (disclinat
ion)によって漏れる光を遮断するブラックマトリックスの役割を果たす。
【００５５】
隣り合う画素の開口部は、様々な形状に形成することができる。図１６乃至１９に、隣り
合う画素の開口部を、異なる形状に形成した本発明の第６乃至第９実施例による液晶表示
装置のカラーフィルタ基板の構造を示している。
【００５６】
図１６に示した本発明の第６実施例による液晶表示装置の構造は、図１０に示した本発明
の第４実施例による形状の開口部が形成された画素と、これを１８０度回転させた形状の
画素とを横方向に交互に配置し、縦方向には同じ列に同じ形状の画素が配列されるように
形成したものである。図１７に示した本発明の第７実施例による液晶表示装置の構造は、
横方向の配列は第７実施例と同様であるが、縦方向にも画素の形状が交互に繰返されるよ
うに配置したものである。図１８に示した本発明の第８実施例による液晶表示装置の構造
は、図８に示した本発明の第３実施例による形状に開口部が形成された画素と、これを１
８０度回転させた形状の画素とを横方向に交互に配置し、縦方向には同じ列に同じ形状の
画素が配列されるように形成したものである。図１９に示した本発明の第９実施例による
液晶表示装置の構造は、横方向の配列は第８実施例と同様であるが、縦方向にも画素の形
状が交互に繰返されるように配置したものである。
【００５７】
本発明の実施例による液晶表示装置では、球形の基板間隔材を用いる場合、基板間隔材に
よる液晶配向の不良が生じて光漏れが発生する可能性があるので、金属や有機材料を利用
した柱状の基板間隔材を使用することが好ましい。
【００５８】
図２０は、本発明の実施例による基板間隔材が含まれた液晶表示装置の断面図である。薄
膜トランジスタ３０が形成されている基板１０と、カラーフィルタ（図示省略）が形成さ
れている基板２０との間に、液晶物質４０が注入されている。下側基板１０に形成されて
いる薄膜トランジスタ３０は、ゲート電極３１とその上を覆っているゲート絶縁膜３２、
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ゲート電極３１上のゲート絶縁膜３２上に形成されている半導体層３３及びゲート電極３
１を中心に両側に形成されているソース／ドレーン電極３４１、３４２からなる。薄膜ト
ランジスタが形成されている基板１０の全面に保護膜５０が形成されており、画素領域に
は画素電極６０が形成されて保護膜５０に穿たれた接触孔を通してドレーン電極３４２と
接触している。基板間隔材１００は薄膜トランジスタの上側に形成されており、金属また
は有機材料からなる。これは薄膜トランジスタ基板を形成する際に用いられる材料を利用
して形成することができる。
【００５９】
本発明の実施例においては、共通電極６に開口部を形成しているが画素電極１０にこれを
形成することもできる。しかし、この場合には画素電極１０と共通電極６との間に形成さ
れるフリンジフィールドがデータ線９、ゲート線８１、８２及び維持電極１１に印加され
る電圧の影響を受けることになる。このような信号線に印加される電圧によって形成され
る電気場の影響を取り除くために、３μ m以上の有機絶縁膜で保護膜４０を十分に厚く形
成することが好ましい。
【００６０】
また、本発明の実施例では、維持電極１１がゲート線８１、８２に連結されている構造を
示したが、独立配線方式を適用する場合においては維持電極１１はゲート線と連結されな
い。
【００６１】
【発明の効果】
本発明による垂直配向を利用した液晶表示装置は、電界印加の際にフリンジフィールドを
利用して液晶分子の長軸方向を多様にすることにより、広視野角を有すると同時に、維持
電極を利用してフリンジフィールドが形成される部分から光漏れを防止することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置における、液晶分子の配
向をブラックモード及びホワイトモードに基づいて示した概念図である。
【図２】本発明の実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置における開いた画素電極
及び液晶晶分子の配向を示した断面図である。
【図３】本発明の第１実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置におけるカラーフィ
ルタ基板を示した平面図である。
【図４】本発明の第１実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置における薄膜トラン
ジスタ基板を示した平面図である。
【図５】図４でＶ－Ｖ′線により切断した断面図である。
【図６】本発明の第２実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置におけるカラーフィ
ルタ基板を示した平面図である。
【図７】本発明の第２実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置における薄膜トラン
ジスタ基板を示した平面図である。
【図８】本発明の第３実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置におけるカラーフィ
ルタ基板を示した平面図である。
【図９】本発明の第３実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置における薄膜トラン
ジスタ基板を示した平面図である。
【図１０】本発明の第４実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置におけるカラーフ
ィルタ基板を示した平面図である。
【図１１】本発明の第４実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置における薄膜トラ
ンジスタ基板を示した平面図である。
【図１２】本発明の第５実施例による液晶表示装置の赤、緑、青色のカラーフィルタに対
応する多数の画素領域を示した図面である。
【図１３】本発明の第５実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置におけるねじられ
る液晶分子の配列方向を示した図面である。
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【図１４】本発明の第５実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置におけるカラーフ
ィルタ基板を示した平面図である。
【図１５】本発明の第５実施例による垂直配向を利用した液晶表示装置における薄膜トラ
ンジスタ基板を示した平面図である。
【図１６】本発明の第６実施例による液晶表示装置の赤、緑、青色のカラーフィルタに対
応する多数の画素領域を示した図である。
【図１７】本発明の第７実施例による液晶表示装置の赤、緑、青色のカラーフィルタに対
応する多数の画素領域を示した図である。
【図１８】本発明の第８実施例による液晶表示装置の赤、緑、青色のカラーフィルタに対
応する多数の画素領域を示した図である。
【図１９】本発明の第９実施例による液晶表示装置の赤、緑、青色のカラーフィルタに対
応する多数の画素領域を示した図である。
【図２０】本発明の実施例による液晶表示装置の断面図である。
【符号の説明】
３　　　　液晶分子
４，５　　ＩＴＯ電極
６　　　　共通電極
７　　　　ブラックマトリックス
９　　　　データ線
１０　　　　画素電極
１１　　　　維持電極
１２　　　　分枝
１５　　　　開口部
２０　　　　ガラス基板
３１　　　　ゲート電極
８１，８２　ゲート線
１２、１２０　　透明電極
１４、１４０　　配向膜
１３、１３０　　偏光層
１００　　　基板間隔材
３４１　　　ソース電極
３４２　　　ドレーン電極
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(13) JP 3966614 B2 2007.8.29



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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